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本文用 N 型硅片置于充有 BBra 蒸气的气室中，用 308nm XeOl准分子激光垂直照射。

BBra 在紫外激光作用下分解得珊原子p 沉积在硅片表面3 并在激光热量作用下在晶格中扩散，

形成 PN 结。对该激光化学掺杂过程的激光剂量、掺杂深度以及光电池的光电流密度与电压的

关系、光电灵敏度光谱特性等一系列主要特性进行了研究。

另外p 本文也用准分子激光制备掺铝的 PN 结。 用蒸镀铝膜后的硅片经准分子激光照

射，经热扩散掺杂， 获得 PN 结光电池。并测量其主要参量与掺砌的硅光电池性能作了比

较。 (204)

激光等离子体化学气相沉积掺氢非晶硅薄膜
二-一种新的 LCVD 方法
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本文提出了一种新的激光化学沉积方法3 即激光等离子体化学气相沉积(LPCVD)方法。

这一方法的特点是利用激光等离子体将激光能量高效率地注入气体3 从而使能量得到充分利

用P 并得到大面积范围的沉积。

文中给出了由流体力学基本方程出发导出的激波解析解，即气体压强、密度、温度和流速

的时、空分布。 阐明了激光等离子体引起的激波是使气体分子热离解的主要原因。 描述了用

此方法沉积掺氢非晶硅薄膜的实验。 实验发现气体压强、流量、衬底温度和 SiH会在 SiH维和

Ar 的混合气中的浓度等是影响非晶硅薄膜质量的重要因素。给出了适宜的沉积条件及沉积

速率与有关实验参数的依赖关系。 典型的平均沉积速率为 0.15丑m/脉冲。 用这个方法已经

沉积得到掺氢非晶硅薄膜。 电子透射衍射谱和激光喇曼背散射谱证明了薄膜的非晶特性，共

振核反应方法的测量结果表明薄膜的平均氢含量为 10% 。

这一方法有装置简单、能量转换效率高，适于大面积沉积3 对所沉积的薄膜污染小，激光波

长无需与反应气体的吸收谱线相匹配等特点，因而将可能有很好的应用前景。 (20的
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